acp — advanced clean production GmbH

ANSPCHKUOINSSYSL

Verfahrenstechnologien und Produkte zur mobilen oder
stationaren Inspektion und Reinigung fur verschmutzungssensible
und partikelkritische Produktionsbereiche
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Reinigungstechnologie

acp — CO,, Schneestrahl
Reinigung

Restschmutz: Definierte Sauberkeit durch

acp - CO2-Schneestrahl Reinigung
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acp - CO2 - Schneestrahlreinigung
Definierte Sauberkeit

Definierte Sauberkeit ist ein Zustand der, konstante
Prozessparameter vorausgesetzt, reproduzierbar erzeugt werden
kann.

Durch das acp-CO2-Schneestrahl Reinigungsverfahren ist es moglich
genau diese definierte Sauberkeit zu erzeugen.

Der Aufwand fur Restschmutziberwachung entfallt, bzw. reduziert
sich auf ein Minimum.

Die absolute Qualitat des Reinigungsprozesses nimmt zu, da er
direkt vor einem kontaminationskritischen Folgeprozess einsetzbar
ISt.

Die speziellen Vorteile des acp-CO2-Schneestrahl Reinigungs-
verfahrens ermaoglichen eine Reduzierung der Aufwendungen bei der

Vorreinigung.
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acp - CO2 - Schneestrahlreinigung
Wirkprinzipien

Reinigungswirkung durch:
Versprodete Verschmutzung

Impulstubertragung

® Thermospannungen Eiskristalle

W5 ‘/** *

Losungsmitteleffekt durch Anderung
des Aggregatzustands bei Auftreffen
auf die Oberflache. ot * %%
Superkritisches CO, ist :

von der Solvatationskraft vergleichbar

mit Cyclohexan (CzH;5) (

® Spillung durch 600-800fache Sublimierendes CO,
Volumenzunahme bei Sublimation

Wirkungsschema
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acp - CO2 - Schneestrahlreinigung
DuUsentechnik

two-component snow crystals

concentric nozzle

core jet jacketed jet
cCOz compressed air/MNz
57 -280bar 8- 16 bar

approx. 300 m /s approx. 300 m/ s
consumption: consump tion:
approx. aApprox.

0,1-0.251/min 0,4 - 1.0 m3 min

sublimating CO3 embrittled

contamination
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acp - CO2 - Schneestrahlreinigung
Vorteile 1

— Schonendes aber trotzdem effektives Reinigungsverfahren,
geeignet fur sehr empfindliche und feinstrukturierte
Oberflachen (z.B.CD-Stamper, Kunststofffolien, Wafer, etc)

— Ausgezeichnete Handhabung durch direkte Versorgung mit
Flussig-CO2

— Herausragende Reinigungsleistung durch Uberschall-
Mantelstrahl
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acp - CO2 - Schneestrahlreinigung
Vorteile 2

— Minimaler Medienverbrauch durch Anpassung/Optimierung
der Verbrauche auf die jeweilige Reinigungsaufgabe

— Sehr gute Automatisierbarkeit durch einfache
Medienversorgung und kurze Ansprechzeiten (Taktzeiten
von wenigen Sekunden moglich)

— Trocken, ruckstands- und Iosungsmittelfrei

advanced clc
clean production



acp - CO2 - Schneestrahlreinigung
Vergleich mit Pellet-Verfahren
Einfache Handhabung durch direkte Versorgung mit Flissig CO2
Homogenes Reinigungsergebnis (CO2-KristallgroRe <100um)

Geeignet fur empfindliche und feinstrukturierte Oberflachen

(Vergleich Schneeball vs Eiswirfel)

Geringerer Medienverbrauch, gunstigeres Betriebsmittel
Hohe Medienreinheit

Keine Lagerverluste bei Reinigungsmedien

Hohe Verfugbarkeit der Reinigungsmedien (kein Verklumpen)
Geringere Investitionen

Geringere Betriebskosten
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acp - CO2 - Schneestrahlreinigung
Produktauspragungen

e JetWorker

Mobile Reinigungsgerate
e Reinigungsanlage

oder Anlagenmodul

e Modulare
Integrationsiosung
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acp - CO2 - Schneestrahlreinigung
Automatisierte Reinigungslosungen
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acp - CO2 — Schneestrahlreinigung

Automatisierte Reinigungslosungen
3= g
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acp - CO2 — Schneestrahlreinigung
Automatisierte Reinigungslosungen
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acp - CO2 — Schneestrahlreinigung
Automatisierte Relnlgungslosungen
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acp - CO2 — Schneestrahlreinigung
Appllkatlon
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acp - CO2 — Schneestrahlreinigung
Anwendungen

Reinigung empfindlicher Oberflachen (Silizium-Wafern,
Halbzeuge fur Herzpumpen)

Formenreinigung
(Kunststoffverarbeitung, DVD-Stamper)

Reinigung unterschiedlicher Mikrosysteme
(Tintenstrahldruckkopfe)

Oberflachenreinigung und -aktivierung vor Klebe- und
Beschichtungsprozessen

Reinigung von Bondpads (Fingerabdricke, FluBmittel)
Entfernen von Lotpaste (Fehldrucke bei PCB™s)

Entfernen von Poliermittelrickstanden, Schneidemulsionen
und sonstigen Verschmutzungen nach Zerspanprozessen

Entfernung von Fett- und Olfilmen, Fingerabdriicken,
Trennmittelschichten
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inigung

acp - CO2 — Schneestrahlre

Anwendungen
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